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Рассмотрена возможность ВЧИ плазменной модификации стеклянных микрошариков, 
применяемых в качестве наполнителя в сигнальной дорожной разметке и технических 
текстильных материалах.  
The possibility RFI plasma modification of the glass microspheres used as filler in the signal road 
markings and technical textile materials. 
В качестве объектов исследования использовались микростеклошарики 
(МСШ) дисперсностью 50-100 мкм, соответствующие ГОСТ Р 51256. 
Рассмотрена возможность сглаживания поверхности микрошариков под 
воздействием обработки в разряде низкотемпературной, неравновесной плазмы 
с плазмообразующим газом Ar. 
Технические параметры обработки: плазмообразующий газ – аргон; расход 
газа GAr=0,04 г/с; энергия ионов 30 эВ, плотность электронного тока 25 А/м
2
; 
давление в рабочей камере P =40–90 Па. МСШ инжектировались в разряд и с 
потоком плазмообразующего газа проходили через ядро разряда. За срезом 
плазмотрона обработанные частицы улавливались фильтром-ловушкой. 
Плазменная обработка проводилась на экспериментальной ВЧИ-плазменной  
установке, описанной в источнике [1]. 
Контроль влияния ВЧИ плазменной модификации осуществлялся при 
помощи сканирующего зондового микроскопа N-Tegra Therma производства 
NT-MDT. Наблюдается существенное снижение шероховатости Zmax на 55,45%, 
Rz на 54,57%, Ra на 43,37%, RMS на 48,4 %. 
Таким образом, экспериментально подтверждена возможность применения 
плазмы ВЧИ разряда пониженного давления для модификации дисперсных 
стеклянных материалов с целью управления микрорельефом, очистки и 
активации поверхности для получения функциональных композиционных 
материалов широкого профиля с улучшенными эксплуатационными и 
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